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摘要(译)

本发明涉及一种火花加工硅和所得材料的方法。本发明还涉及包含通过
本发明方法制备的材料的电致发光器件。与传统的火花处理（sp）硅相
比，用于火花处理的主题方法可以增强EL输出。 EL输出的增强可以至少
部分地归因于增加发光面积。本方法可以使sp表面平滑，从而允许用连
续的半透明导电膜更完全地覆盖sp区域。 sp表面的平滑化可以通过例如
向火花等离子体中引入挥发性液体，例如甲醇，乙醇，丙酮，其中颗粒
可以悬浮和/或其中溶解有重离子盐来实现。颗粒优选漂浮在挥发性液体
中，而不是快速沉降。在一个具体实施方案中，尺寸在约0.2μm至约
20μm范围内的硅颗粒可以悬浮在挥发性液体中，例如甲醇。然后可以将
挥发性液体/硅颗粒悬浮液或挥发性液体/重离子盐溶液插入用于在火花处
理期间将混合物施加到硅晶片表面的装置中。
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